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１．概要（Summary） 

真空紫外吸収分光用の光源として開発されたマイクロ

放電ホロカソード光源（MHCL）は、放電ガスにHeガスを

用いた大気圧プラズマに少量のガス分子を添加すること

で、ガス分子の解離により生成する原子の発光線を利用

した光源である。本光源により、従来は大型レーザーを必

要とした真空紫外吸収分光法による原子状ラジカルの定

量計測が比較的簡便となり、様々なプラズマ内で生成さ

れる原子の計測に応用されている。 

このMHCLのようなプラズマを用いた光源では、光源

内の原子密度が高くなると励起原子から放たれた光が、

同じ空間内に存在する基底状態の原子によって吸収され

る自己吸収現象が生じる。この自己吸収現象が生じると

光源から放出される原子光スペクトルは、中心部の光強

度が減少した歪んだ形状となり、この現象は吸収分光用

光源として大きな問題であった。しかし、本研究ではこの

自己吸収による発光スペクトルの形状変化が光源内の原

子密度に依存することに着目し、これを利用した新しい吸

収分光計測の検討を行っている。今回、MHCL内での自

己吸収現象を理解するうえで重要となる、MHCL内の発

光原子の密度状態について実験および理論的な計算で

得られた結果をもとに考察した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

真空紫外吸収分光計 

【実験方法】 

本実験では、誘導結合型水素（H2）ガスプラズマ

（H2-ICP）内で生成された水素（H）原子（密度：1.7×1012 

cm‐3）を測定対象とした。Heガスに少量のH2ガスを添

加した混合ガスを用いたMHCLから放出される Lyman 

線を光源とした真空紫外吸収分光法により、H2-ICP内

の H原子による光吸収率を計測した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

生成条件を一定としたH2-ICPに対し、MHCL内の

H2分圧を変化させて吸収分光計測を実施した結果、

H2-ICP 内のH原子による光吸収率は、MHCL内のH2

分圧の上昇に伴って減少した。これはMHCL内のH原

子の密度がH2分圧の上昇とともに増加し、光源内の自己

吸収の影響が大きくなったためと考えれられる。 

 次にこの計測結果に対し、自己吸収現象が生じている

MHCLから放出される発光スペクトルの形状を理論的に

計算し、それを光源とした場合の光吸収率を見積もること

で、自己吸収現象が生じているMHCL内の H原子の密

度状態を考察した結果、MHCL内の H原子密度は、H2

分圧の上昇とともに増加したのち、飽和する傾向を示し、

約 200 Paの分圧時に、2×1013 cm-3程度の密度となるこ

とが推測された。以上の結果は、MHCL内の自己吸収現

象を理解するうえで重要な知見であると考えている。 
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